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一、 实验目的 

 

 

 

 

二、实验预习 

1. 光刻的基本流程： 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 已知光源波长，如何通过衍射图形计算光栅的常数？ 

 

 

 

 

 

  

 



三、 实验现象及数据记录 

1.分辨率板和光栅的图片 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.光栅到白板的距离为    cm；激光波长为   nm 

光栅 +1 -1 1 级衍射角 光栅常数 
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四、 实验结论及现象分析 

1. 分辨率板的光刻：效果良好，外围条纹均可分辨；最中间的分辨率板的 0—5 级条纹均可

分辨，但最细和次细的 6 和 7 级条纹无法分辨。 

2. 衍射光栅的光刻：根据数据计算得光栅的光栅常数分别为 19.33μm，14.40μm，5.044μm，

9.994μm，与掩模版上的光栅常数值比照，计算得相对误差分别为 3.35%，4.00%，0.88%，

0.06%。 

 

五、 讨论问题 

1. 光刻中曝光的方式有哪三种？并简单说明其优缺点。 

2. 根据光刻胶的应用，请列举其需要具备哪些特性。 

1. 答：曝光方式主要分为三种：接触式，接近式，投影式。 

1）接触式：曝光时，掩模通过机械装置压紧或者通过真空吸附等方法，紧压在涂有光刻胶

的晶圆片上。主要优点：设备简单，造价便宜，分辨率高，没有衍射效应。主要缺点：掩模

版与涂有光刻胶的晶圆片直接接触，每次接触都会在晶圆片和掩模版上产生缺陷，降低掩模

版使用寿命，成品率低，不适合大规模生产。 

2）接近式（非接触式）：掩模版同光刻胶间隔 10～50μm，实现不直接接触来转移图像。主

要优点：避免晶圆片与掩模直接接触，缺陷少。主要缺点：分辨率下降，存在衍射效应。 

3）投影式：掩模版与基片并不直接接触，而是以类似投影仪的投影方式来进行图像的转移。

主要优点：曝光均匀，可进行缩小投影曝光，因此掩膜的尺寸可比基片大很多倍，对掩模版

的精度要求也相应降低了；主要缺点：装置价格昂贵。 

2. 答：需要具有的特性有： 

1）分辨率高。一般用关键/特征尺寸（CD）来衡量分辨率，关键尺寸越小，光刻胶的分辨率

越高，转移图像的质量越好。 

2）对比度高。对比度指光刻胶材料曝光前后化学性质（如在显影剂中的溶解度）改变的速

率。对比度越高，光刻胶区分掩模版上亮区和暗区的能力就越好。 

3）灵敏度高。灵敏度指光刻胶上产生一个良好的图形所需一定波长光的最小能量值。灵敏

度越高，曝光剂量越小、时间越短。高的产出要求曝光时间短，对光刻胶的灵敏度要求也越

来越高。 

4）黏附性适中、表面张力适中。黏附性表征光刻胶黏着于衬底的强度，而表面张力指液体
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中将表面分子拉向液体主体内的分子间吸引力。光刻胶应当具有较强的黏附性，才能使得硅

片表面的图形不变形，且能经受住后续工艺的处理。但是黏附性太强又可能使光刻胶不能均

匀覆盖整个表面，或是导致脱模困难。光刻胶应当具有较小的表面张力，使得它具有较好的

流动性，可以覆盖整个基片表面，但是表面张力太小也会使其黏附能力不够，从基片上脱离，

从而使图像变形。 

5）膨胀效应小。有些负胶（非曝光区溶解于显影液而形成需要的图形），在显影液中会发生

膨胀效应，使图形变形。 

6）抗蚀性好。在干法刻蚀中，光刻胶的主要用途是作为防蚀剂来转移微图像，这一过程需

要有选择地刻蚀，即在没有光刻胶保护的零件上刻蚀，有光刻胶的部分因其耐刻蚀能力而受

到保护，从而达到图形传递的目的，所以光刻胶的抗蚀能力要强，才能保证刻蚀的图像具有

很高的精度。 

7）曝光宽容度和工艺宽容度高。曝光宽容度高，有利于在光刻时使用的曝光剂量偏离了最

佳曝光剂量时仍能获得较好的图形；工艺宽容度高，有利于在烘烤温度、显影时间、显影液

浓度与温度等参数偏离最佳值时，光刻胶的性能变化尽可能小，进而提高转移图像精度、提

高成品率。 

8）纯度高。光刻胶必须在微量金属杂质和含水量等方面达到严格的标准。 

 


